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(54) Prismenplatte

(57)  Die Erfindung betrifft eine transparente Abdek-
kung (10; 20; 30; 40), wobei die Abdeckung (10; 20; 30;
40) auf zumindest einem Teilbereich eine Flache mit ei-
ner Oberflachenstruktur definiert, wobei die Oberfla-
chenstruktur aus mehreren Strukturelementen (1) gebil-
det ist, wobei die Strukturelemente (1)jeweils einer Ba-
sislinie (2; 9) folgen und zwei, einen Winkel (o) einschlie-
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Rende Flankenflachen (4, 5) aufweisen, wobei die Ba-
sislinien (2; 9) der Strukturelemente (1) parallel zu der
Flache verlaufen, wobei die Basislinien (2) der Struktur-
elemente (1) in einer Tangentialebene zu der Flache zu-
mindest teilweise gekriimmt sind und/oder die Basislini-
en (9) in zumindest funf verschiedenen Richtungen in
der Flache orientiert sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine transpa-
rente Abdeckung.

[0002] Aus den Druckschriften GB 878,215 und WO
2008/058585 A1 ist eine transparente Platte zum Aus-
koppeln von Licht bekannt. Die Platte weist dabei auf
einer Oberflache drei oder vier jeweils um 60° bzw. 45°
versetzte Scharen von geraden, parallel verlaufenden V-
férmigen Nuten auf. Diese Konstruktion hat den Nachteil,
dass das aus der Platte austretende Licht eine geringe
Anzahl von Vorzugsrichtungen aufweist, welche durch
den Verlauf und den Querschnitt der Nuten bestimmt
sind.

[0003] Aus der Druckschrift GB 878,215 ist ferner eine
lichtbrechende transparente Platte bekannt, welche ko-
nische Ruckspringe aufweist. Die Rlckspriinge besit-
zen jeweils die gleiche Grofle und ihre Basiskreise be-
rihren einander, so dass zwischen den Riickspriingen
ebene Oberflachenbereiche verbleiben.

[0004] Es istdie Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine transparente Abdeckung der eingangs beschriebe-
nen Art bereitzustellen, welche eine verbesserte Ent-
blendung von Leuchten ermdglicht, wobei das aus der
Abdeckung austretende Licht auf einen Betrachter einen
maoglichst gleichférmigen Eindruck macht.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine transparente Ab-
deckung gemal Anspruch 1, eine Leuchte gemal An-
spruch 14 und eine Lichtquelle gemal Anspruch 16 ge-
I6st.

[0006] Insbesondere stellt die Erfindung eine transpa-
rente Abdeckung bereit, wobei die Abdeckung auf zu-
mindest einem Teilbereich eine Flache mit einer Ober-
flachenstruktur definiert. Die Oberflachenstruktur ist aus
mehreren regelmafigen, vorzugsweise gleichen, Struk-
turelementen gebildet, wobei die Strukturelemente je-
weils einer Basislinie folgen und zwei, einen Winkel ein-
schlieBende Flankenflachen aufweisen. Die Basislinien
der Strukturelemente verlaufen parallel zu der Flache.
Dabei verlaufen die Basislinien der Strukturelemente fer-
ner in einer Tangentialebene zu der Flache zumindest
teilweise gekrimmt und/oder die Oberflachenstruktur
weist zumindest in fiinf verschiedene Richtungen orien-
tierte Basislinien auf.

[0007] Die Abdeckung kann insbesondere als Abdek-
kung fiir eine Leuchte oder fir einen Leuchtkdrper aus-
gebildet sein. Die erfindungsgemafies Abdeckung kann
insbesondere fir eine oder mehrere Leuchtstofflampen,
LED (light emitting diode) oder eine oder mehrere flachi-
ge Lichtquellen wie z.B. OLED (organic light emitting di-
ode) oder Elektroluminiszenz-Lichtquellen ausgebildet
sein. Die Abdeckung dient insbesondere der Entblen-
dung der Leuchte bzw. der Lampe.

[0008] Eine Linie verlauft dabei parallel zu der Flache,
wenn alle Punkte der Linie den gleichen Abstand zu der
Flache aufweisen. Die Basislinien kdnnen dabei insbe-
sondere in der Flache verlaufen. Die Flache kann insbe-
sondere eben sein. Die Flankenflachen kénnen bezug-
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lich der Flache ansteigend oder abfallend verlaufen. Das
Strukturelement kann hierbei insbesondere einen oder
mehrere Vorspringe und/oder Vertiefungen umfassen.
[0009] Die vorliegende Erfindung beruht auf der Er-
kenntnis, dass an der der Lichtaustrittflache der Leuchte
zugewandte Oberflache der Abdeckung eine Lichtbre-
chung stattfindet, wobei die Orientierung der Oberfla-
chenbereiche eine Richtung, in welche das Licht gebro-
chenwird, bestimmt. Oberflachenteilbereiche, deren Fla-
chennormale von der Flachennormale der Lichtaustritts-
flache abweichen, verringern dabei die Blendwirkung
des austretenden Lichts. Die vorliegende Erfindung nutzt
in vorteilhafter Weise gekrimmt verlaufende Basislinien
bzw. in mindesten fiinf verschiedene Raumrichtungen
orientierte Basislinien, wodurch eine Vielzahl von in un-
terschiedliche Raumrichtungen orientierten Oberfla-
chenteilbereiche gebildet sind. Insbesondere weist eine
gekriimmte Oberflache eine unendlich hohe Anzahl von
in unterschiedliche Raumrichtungen weisende Flachen-
normalen auf. Ferner ist eine gekrimmte Basislinie ent-
lang ihres Verlaufs in unendlich viele Richtungen orien-
tiert.

[0010] Bei nicht-eben verlaufenden Flankenflachen
wird unter dem durch die Flankenflachen eingeschlos-
senen Winkel derjenige Winkel verstanden, welcher in
einem senkrecht zur Basislinie verlaufenden Querschnitt
von den durch den Sohl- und den Scheitelpunkt der Flan-
kenflachen verlaufenden Sehnen der Flankenflachen am
Scheitelpunkt eingeschlossen wird.

[0011] DerBrechnungsindex der Abdeckung kannins-
besondere zwischen 1 und 2, bevorzugt zwischen 1,1
und 1,8 und besonders bevorzugt zwischen 1,3 und 1,65
liegen. Hierdurch ergibt sich eine vorteilhafte Verteilung
des austretenden Lichts, bei welcher ein Blendeffekt re-
duziert ist.

[0012] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist
die Oberflachenstruktur durch ein regelmafiges Wieder-
holen eines immer gleichen Strukturelements, im Fol-
genden auch Basisstrukturelement genannt, in zumin-
dest eine Richtung, bevorzugt in zwei Richtungen gebil-
det.

[0013] Dies ermdglicht einerseits eine besonders ein-
fache Fertigung der Abdeckung durch regelmaRiges
Wiederholen des Basisstrukturelements. Andererseits
ergibt das Wiederholen des Basisstrukturelements eine
besonders gleichmafige Oberflachenstruktur, wodurch
die Entblendungswirkung weiter verstarkt wird. Es sind
auch Ausfiihrungsformen maglich, die zwei oder mehre-
re Basisstrukturelemente aufweisen, wobei Ausfih-
rungsformen mit nur einem Basisstrukturelement bevor-
zugt sind.

[0014] Insbesondere kann die Oberflachenstruktur
durch regelmaRiges Wiederholen des Basisstrukturele-
ments in gleichen Abstédnden gebildet sein. Die Absténde
kénnen dabei, in Ausfiihrungsformen, in denen das Ba-
sisstrukturelement in mehrere Richtungen wiederholt
wird, in die mehreren Richtungen jeweils gleich oder un-
terschiedlich sein.
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[0015] Alternativ kann das regelmaRige Wiederholen
auch ein Wiederholen in zunehmenden oder abnehmen-
den Abstanden in eine oder mehrere Richtungen umfas-
sen. Dies ist insbesondere bei nicht-flachigen Lichtquel-
len und/oder gewdlbten Abdeckungen vorteilhaft.
[0016] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform weisen
die Strukturelemente jeweils senkrecht zu der Basislinie
einen entlang der Basislinie konstant verlaufenden Quer-
schnitt auf. Diese Ausfuihrungsform ermdglicht eine ein-
fache Fertigung der Abdeckung mittels Fréasen der Ober-
flache bzw. eines Negativs der Oberflache. Ferner wird
hierdurch die Homogenitat der Entblendung verbessert.
[0017] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform schlie-
Ren die Flankenflachen einen Winkel von zwischen 45°
und 150°, insbesondere zwischen 60° und 140° und be-
vorzugt zwischen 80° und 130° ein. Diese Winkelwerte
ermdglichen eine Herstellung der Oberflachenstruktur
mittels Frasen eines Werkzeugs, mit dem die Abdeckung
durch Abformen hergestellt wird. Ferner tragen derart
geneigte Flankenflachen besonders zur Entblendung der
Leuchte bei, da sie das austretende Licht zu einer Haupt-
flachennormalen der Abdeckung hin brechen.

[0018] Alternativ oder zusétzlich kénnen die Flanken-
flachen mit der Flache der Abdeckung einen Winkel von
zwischen 15° und 70°, insbesondere zwischen 20° und
60° und bevorzugt zwischen 25° und 50° einschliel3en.
Hierdurch wird das austretende Lichtin vorteilhafter Wei-
se zu der Flachennormalen der Lichtaustrittsflache hin
gebrochen und die Entblendung verbessert.

[0019] Die Flankenflachen des Strukturelements kén-
nen einen gleichen oder unterschiedliche Winkel zu der
Flache einschlieRen. Durch unterschiedliche Winkel wird
eine Vorzugsrichtung beispielsweise fiir eine Leuchte mit
asymmetrischen Lichtverteilung (z.B. fir eine Lichtband-
einrichtung einer StralRenleuchte) gebildet.

[0020] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform
Uberschneiden die Strukturelemente einander. Diese
Konstruktion ermdglicht es, dass auf einem kleinen FIa-
chenbereich eine Vielzahl verschieden orientierter Ober-
flachenteilbereiche vorliegt. Dies trégt in besonders vor-
teilhafter Weise zur Entblendung bei. Ferner ermdglicht
dies, die Flache mit einer geringen Anzahl einfach struk-
turierter Strukturelemente zu fillen.

[0021] In einer bevorzugten Ausflihrungsform schnei-
den oder beruhren sich die Basislinien benachbarter
Strukturelemente. Durch die Vernetzung der Basislinien
wird die Stabilitat der Platte erhoht. Ferner lasst sich das
Werkzeug, mit dem die Abdeckung durch Abformen her-
gestellt wird, durch Frasen, Schleifen und Polieren leich-
ter herstellen. AuRerdem ergeben sich durch die Verbin-
dung der Basislinien Vorteile fir den Abformungspro-
zess, weil durch die vernetzten Basislinien sich durch-
gangige Verdrangungswege fir Luft ergeben, wodurch
die Gefahr eines Lufteinschlusses beim Abformungspro-
zess verringert wird.

[0022] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist die
Basislinie eine geschlossene Linie. Dies ermdglicht eine
einfache Fertigung der Abdeckung. Dartber hinaus er-
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moglicht dies eine Ableitung der statischen Krafte ent-
lang der Basislinie. Ferner weist ein Strukturelement mit
einer geschlossenen Basislinie eine besonders hohe An-
zahlvon Orientierungen der Oberflachenteilbereiche auf.
Hierbei ist insbesondere bevorzugt, dass die Basislinie
eine Ellipsenlinie oder eine Kreislinie ist. Eine Ellipsenli-
nie oder eine Kreislinie deckt in ihrem Verlauf einen Ori-
entierungswinkel von 0° bis 360° ab. Dies tragt zu einer
verbesserten Entblendung bei. Insbesondere kdénnen
benachbarte Strukturelemente mit kreislinienformiger
Basislinie einen Abstand zueinander aufweisen, welcher
gréRer oder gleich dem Radius der Kreislinie und/oder
kleiner oder gleich dem 3-fachen des Radius der Kreis-
linie ist.

[0023] Ineinerbevorzugten Ausfihrungsform grenzen
die Flankenflachen bei der Basislinie aneinander. Hier-
durch wird die Ausbildung von ebenen Flachenberei-
chen, welche parallel zu der Lichtaustrittsflache orientiert
sind, vermieden. Auf diese Weise wird die Entblendungs-
wirkung weiter erhéht.

[0024] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs-
form bildet die Basislinie einen bezliglich der Flache
hdéchstliegenden oder tiefstliegenden Teil der Oberfla-
chenstruktur. Dies ermdglicht eine einfache Fertigung
der Abdeckung und ermdglicht eine optimale Ableitung
statischer Gewichtskréfte.

[0025] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform verlau-
fen die Flankenflachen der Strukturelemente in einem
Querschnitt senkrecht zu der Basislinie entweder konvex
oder konkav gekrimmt oder gerade. Eine Krimmung der
Flankenflachen erhéht die Anzahl von Orientierungen
der Flachennormalen der Flankenflachen, wodurch sich
die Lichtverteilung in einem gewissen Grad beeinflussen
|&sst.

[0026] GemalR einer bevorzugten Ausfihrungsform
verlauft die Flache mit der Oberflachenstruktur gewdlbt
oder eben. Insbesondere kann die Abdeckung als Gan-
zes eben oder gewdlbt, insbesondere wannenfémig oder
kalottenférmig gewdlbt verlaufen. Eine Wélbung der FI&-
che erhéht die Anzahl der Orientierungen der Flachen-
normalen, wodurch die Entblendung verbessert ist, und
ermdglicht (z.B. bei einer Wannenleuchte) eine seitliche
Lichtabgabe.

[0027] Die Abdeckung kann insbesondere als Wanne
oder als Platte ausgebildet sein. Es kann insbesondere
vorgesehen sein, dass die Oberflachenstruktur auf einer
Oberflache einer Folie ausgebildet ist. Die Folie kann auf
ein transparentes Tragerelement aufgebracht sein. Das
Tragerelement kann als Platte oder Wanne ausgebildet
sein. Die Folie kann insbesondere im Wesentlichen den
gleichen Brechungsindex aufweisen wie das Tragerele-
ment. Insbesondere kann die Folie mit dem Tragerele-
ment verbunden, z.B. verklebt sein. Der Kleber kann ins-
besondere im Wesentlichen den gleichen Brechungsin-
dex aufweisen wie die Folie und/oder das Tragerelement.
Hierdurch werden unerwiinschte Reflexionen vermie-
den. Bevorzugtist ebenfalls, dass das Tragerelement als
Wanne ausgebildet ist und die Folie mit der Oberflachen-
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struktur in die Wanne eingelegt ist.

[0028] Die Abdeckung kann ferner eine Diffusions-
schicht, z.B. eine Diffusionsfolie aufweisen, welche fir
eine Lichtstreuung sorgt. Die Diffusionsschicht kann im
Lichtweg vor oder hinter der Oberflachenstruktur ange-
ordnet sein.

[0029] In einer bevorzugten Ausfihrungsform weist
die Abdeckung ferner zwei oder mehr Elemente auf, die
jeweils mit einer derartigen Oberflachenstruktur verse-
hen sind. Bei den Elementen kann es sich insbesondere
um Folien handeln. Die Elemente sind dabei insbeson-
dere Ubereinander angeordnet. Auf diese Weise kann
die Entblendungswirkung der Abdeckung weiter erh6ht
werden. Die Elemente kdnnen insbesondere miteinan-
der verbunden sein.

[0030] GemalR einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist
die Oberflachenstruktur als Folie ausgebildet. Dies er-
moglicht die Anbringung der Oberflachenstruktur auf be-
stehenden Abdeckungen, die auf diese Weise nachge-
rustet werden koénnen. Ferner wird in dieser Ausfih-
rungsform vermieden, dass die Oberflachenstruktur sta-
tisch stark belastet wird.

[0031] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform
weist die Oberflachenstruktur ferner keine zu der Flache
parallelen Bereiche auf. Hierdurch wird vermieden, dass
Licht aus der Abdeckung austritt, welches nicht gebro-
chen und abgelenkt wird. In diese Ausfihrungsform tragt
ein gréRerer Teil der Abdeckungsflache zur Entblendung
bei.

[0032] Die Basislinie kann in einigen Ausflihrungsfor-
men ferner zumindest teilweise gerade verlaufen. Unter
einem geraden Verlauf einer Linie wird hierbei ein Verlauf
verstanden, welcher in jedem Punkt in der Tangential-
ebene der Flache der Abdeckung nicht gekrimmt ist.
[0033] In Ausfihrungsformen, in welchen die Oberfla-
chenstruktur durch ein regelmafRiges Wiederholen des
Basisstrukturelements in gleichen Abstédnden gebildet
ist, kann ein regelmafiges Muster von Vorspriingen oder
Vertiefungen definiert sein. Dieses Muster kann insbe-
sondere Symmetrien aufweisen. Insbesondere kann das
Muster eine oder mehrere Translationssymmetrien und/
oder Rotationssymmetrien aufweisen. Insbesondere
kann das Muster durch ein regelmaRiges Gitter von Git-
terpunkten sowie eine identische, jedem Gitterpunkt zu-
geordnete Basiszelle von Vertiefungen und/oder Vor-
spriingen beschrieben sein. Das Gitter kann dabei so-
wohl eine Translationssymmetrie in zumindest zwei
Richtungen sowie eine n-zahlige Rotationssymmetrie
aufweisen. Die Basiszelle kann dabei ferner eine Anzahl
n von Vertiefungen bzw. Vorspriingen aufweisen, wobei
hier unter einer Basiszelle eine Einheit mit einer kleinsten
Anzahl von Vertiefungen verstanden wird, deren periodi-
sches Wiederholen entlang der Symmetrierichtungen
das Muster vollstéandig beschreiben. Hierbei kann in ei-
nigen Ausflhrungsformen insbesondere die Anzahl der
Vertiefungen bzw. Vorspriinge nin der Basiszelle groRRer
als die Zahligkeit n der Rotationssymmetrie des Gitters
sein. Auf diese Weise wird die Ausbildung einzelner, ak-
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zenturierter Vorzugsrichtungen des austretenden Lichts
vermieden und eine homogene Entblendung erreicht.
[0034] Ferner stellt die vorliegende Erfindung eine
Leuchte, insbesondere eine Innen- oder Aulenraum-
leuchte, eine Tunnelleuchte, eine Stralenleuchte, eine
Anbauleuchte, eine Einbauleuchte, eine Pendelleuchte,
eine Wandleuchte und/oder eine Stehleuchte mit einer
Abdeckung der genannten Art bereit.

[0035] Insbesondere kann die Abdeckung zwischen
einer Lichtquelle der Leuchte und einer Lichtaustrittsoff-
nung der Leuchte angeordnet sein. Dabei kann die Ober-
flachenstruktur insbesondere auf einer der Lichtaustritts-
flache der Leuchte zugewandten Seite der Abdeckung
angeordnet sein.

[0036] Die Leuchte kann insbesondere so gestaltet
sein, dass Licht, welches die Leuchte durch die Lichtaus-
tritts6ffnung verlasst, vollstadndig durch die Abdeckung
verlauft. Insbesondere kann das durch die Lichtaustritts-
offnung austretende Licht vollstdndig durch die Oberfla-
chenstruktur der Abdeckung verlaufen.

[0037] In einer bevorzugten Ausfihrungsform weist
die Leuchte eine regelmaige Anordnung von Lichtquel-
len, insbesondere LED auf, wobei die Anordnung der
Lichtquellen durch ein regelmaRiges Wiederholen einer
Zelle aus einer oder mehreren Lichtquellen in der zumin-
dest einen Richtung gebildet ist.

[0038] Auf diese Weise wird das durch die Struktur-
elemente definierte Muster auf der Abdeckung durch die
Lichtquellen wiederholt. Die Anordnung der Lichtquellen
ist dabei derart auf die Abdeckung hin optimiert, dass die
Entblendungswirkung der Abdeckung optimal genutzt
wird.

[0039] Die Erfindung stellt ferner eine Leuchte oder
nur ein Leuchtmittel mit einer Abdeckung, wie vorherge-
hend beschrieben, bereit. Die Oberflachenstruktur der
Abdeckung kann fir eine Lichtlenkung sorgen, um bei-
spielsweise die Leuchte zu entblenden. Die Oberflachen-
struktur kann auf der dem Leuchtmittel zugewandten Sei-
te oder auf der dem Leuchtmittel abgewandten Seite der
Abdeckung angeordnet sein. Bevorzugt ist die Oberfla-
chenstruktur, z.B. als eine Folie, auf der dem Leuchtmittel
zugewandten Seite angeordnet. Im Lichtweg dahinter
kann ein transparentes Tragerelement der Abdeckung
angeordnet sein, auf dem beispielsweise die Folie flachig
aufgebracht ist. Die der Oberflachenstruktur gegeniber-
liegende Seite der Abdeckung kann die Lichtaustrittsfla-
che der Leuchten- und/oder des Leuchtmittels bilden.
[0040] Ferner stellt die vorliegende Erfindung eine
Lichtquelle mit einem Leuchtkérper und eine im Lichtwe-
ge dahinter angeordnete Abdeckung der eingangs be-
schriebenen Art bereit. Die Abdeckung kann dabei un-
mittelbar an oder in einem Abstand zu dem Leuchtkérper
angeordnet sein. Der Leuchtkdrper und die Abdeckung
kénnen parallel zueinander verlaufen und voneinander
beabstandet sein. Zwischen dem Leuchtkorper und der
Abdeckung kann dabeiinsbesondere Luft sein. Alternativ
kénnen der Leuchtkdérper und die Abdeckung miteinan-
der verbunden sein, insbesondere miteinander verklebt
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sein. Der Brechungsindex des Klebers kann dabei ins-
besondere zwischen 1,1 und 1,8 und bevorzugt zwischen
1,3 und 1,65 liegen. Der Kleber kann alternativ oder zu-
satzlich im Wesentlichen den gleichen Brechungsindex
wie die Abdeckung aufweisen. Auf diese Weise werden
unerwiinschte Reflexionen vermieden.

[0041] Es kann zwischen dem Leuchtkérper und der
Abdeckung ein Lichtleiter, beispielsweise ein Hohllicht-
leiter vorgesehen sein.

[0042] Der Leuchtkdrper kann insbesondere flachig
ausgebildet sein, z.B. als flachige OLED. Eine leuchten-
de Flache des Leuchtkérpers kann insbesondere parallel
zur Abdeckung verlaufen. Die Abdeckung kann sich ins-
besondere Uber eine gesamte leuchtende Flache des
Leuchtkérpers erstrecken.

[0043] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausfiihrungsformen.

Figuren 1a-d  zeigen eine schematische Darstellung
eine Oberflachenstruktur einer Abdek-
kung gemal einer Ausflihrungsform
der vorliegenden Erfindung von oben.
Figur 2 zeigt die Vernetzung in der Oberfla-
chenstruktur der Abdeckung gemaf
Figur 1, wobei die Oberflachenstruktur
Vertiefungen aufweist.

Figuren 3a-d  zeigen die Abdeckung gemaR Figur 1
in verschiedenen Ausschnitten.
Figuren4a-d zeigen eine weitere Ausflihrungsform
der Abdeckungen in verschiedenen
Ausschnitten.

Figuren5a-d zeigen eine weitere Ausflihrungsform
der Abdeckung in verschiedenen Aus-
schnitten.

Figuren 6a-d zeigen eine weitere Ausfiihrungsform
der Abdeckungen in verschiedenen
Ausschnitten.

Figur 7a, b zeigen jeweils eine Oberflachenstruk-
tur einer Abdeckung gemaf weiterer
Ausfuhrungsformen der vorliegenden
Erfindung.

Figuren 8a-e  zeigen jeweils Querschnitte verschie-
dener Strukturelemente unterschied-
lich Ausfihrungsformen in einer Ebe-
ne senkrecht zu der Basislinie.

[0044] In Figur 1 ist ein Strukturelement 1 der vorlie-
genden Erfindung von oben gezeigt. Die Strukturelemen-
te undihre Anordnunginden Figuren 1, 2 und 3 beziehen
sich dabei auf die gleiche Ausfiihrungsform. Das Struk-
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turelement 1 besteht aus einer Basislinie 2 und zwei ent-
lang dieser aneinandergrenzenden Flankenflachen 4, 5.
Die Basislinie 2 ist dabei kreislinienformig. Im Inneren
des Strukturelements 1 befindet sich ein ebener Teilbe-
reich 6. In Figur 1b ist eine Oberflachenstruktur aus neun
derartigen Strukturelementen 1 gezeigt. Die Strukturele-
mente 1 sind dabei in einer Reihe nebeneinander ange-
ordnet, wobei sich benachbarte Strukturelemente 1 Giber-
schneiden. Benachbarte Strukturelemente 1 sind dabei
jeweils um einen Abstand versetzt angeordnet, welcher
dem Radius der Basislinie 2 der Strukturelemente 1 ent-
spricht. Durch diese Anordnung der Strukturelemente 1
wird zwischen den Basislinien 2 eine Vielzahl von Ver-
tiefungen gebildet, welche allgemein mit dem Bezugs-
zeichen 3 bezeichnet sind. Im Inneren der Vertiefungen
3 befinden sich hierbei ebene Teilbereiche 6.

[0045] InFigur 1cisteine Oberflachenstruktur mit zwei
der in Figur 1b gezeigten Reihen von Strukturelementen
1 dargestellt. Die beiden Reihen sind dabei parallel zu-
einander um den Radius der Basislinie 2 versetzt ange-
ordnet. Figur 1d zeigt eine Oberflachenstruktur, welche
aus einer Vielzahl von Strukturelementen 1 besteht. Die
Strukturelemente 1 entsprechen dabei dem in Figur 1a
dargestellten Strukturelement 1. Dieses dient als Basis-
strukturelement, welches entlang zweier Richtungen a,
b jeweils in einem gleichmafigen Abstand wiederholt ist.
Dabei iberlappen benachbarte Strukturelemente 1 ein-
ander, so dass sich ihre Basislinien 2 iberschneiden.
Auf diese Weise wird eine Vielzahl von Vertiefungen 3
der Oberflachenstruktur gebildet. Die Richtungen a, b
schlieBen einen Winkel von 60° ein.

[0046] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Oberflachenstruktur, welche aus Strukturelementen 1
besteht. Das Strukturelement 1 entspricht dem der Figur
1a-d und umfasst eine kreislinienférmige Basislinie 2 und
zwei Flankenflachen 4, 5. Die Strukturelemente 1 Uber-
lappen einander, so dass sich ihre Basislinien 2 Gber-
schneiden. Das Strukturelement 1 ist dabei als einer
Kreislinie folgender Vorsprung ausgebildet. Auf diese
Weise wird eine Vielzahl von Vertiefungen 3 zwischen
den Basislinien 2 der Strukturelemente 1 gebildet. Die
Basislinien 2 sind miteinander verbunden. Sie bilden da-
bei eine Vernetzung auf der Oberflache.

[0047] Figuren 3abis 3d zeigen in verschiedenen Aus-
schnitten eine Abdeckung 10, welche eine Vielzahl von
Strukturelementen 1 aufweist. Die Strukturelemente 1
umfassen jeweils eine kreislinienférmige Basislinie 2. Fi-
gur 3a und b zeigen eine perspektivische Ansicht ver-
schiedener Ausschnitte der Abdeckung 10. Figur 3c und
3d zeigen Ausschnitte der Oberflachenstruktur der Ab-
deckung 10 von oben. In Figur 3c ist insbesondere die
Konstruktion der Oberflachenstruktur mittels der Basis-
linien 2 gezeigt. Hierbei beriihren sich jeweils sechs Ba-
sislinien an einem Punkt 400. Es werden zwei verschie-
dene Arten von Vertiefungen in der Oberflachenstruktur
gebildet: eine Vertiefung 31, welche durch zwei kreisbo-
genférmige Abschnitte der Basislinie 2 begrenzt wird und
Vertiefungen 32, welche durch drei kreisbogenférmige
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Abschnitte der Basislinie 2 begrenzt wird. Eine Vertiefung
31 grenzt dabei an zwei Vertiefungen 32, wahrend eine
Vertiefung 32 an drei Vertiefungen 31 angrenzt.

[0048] Figur 4a bis d zeigen eine weitere Abdeckung
20 gemal einer weiteren Ausflihrungsform der vorlie-
genden Erfindung. Die Abdeckung weist dabei eine
Oberflachenstruktur auf, welche aus einem Strukturele-
ment 1 aufgebaut ist. Das Strukturelement 1 entspricht
dabeideminFigur 1a dargestellten Strukturelement, wel-
ches als kreislinienférmiger Vorsprung ausgebildet ist.
Die Oberflachenstruktur wird dabei durch ein regelmafi-
ges Wiederholen des Strukturelements 1 in zwei Rich-
tungen c, d gebildet, welche ebenfalls einen Winkel von
60° einschlielen. Im Unterschied zu der in Figur 3a bis
3d gezeigten Ausfiihrungsform sind die Strukturelemen-
te 1 jedoch in einem gréfReren Abstand angeordnet. Da-
bei Uberlappen sich benachbarte Strukturelemente 1, so
dass sich ihre Basislinien 2 Uberschneiden. Auf diese
Weise werden Vertiefungen 3 in der Oberflachenstruktur
definiert.

[0049] Figuren 5a bis 5d zeigt eine Abdeckung 30 ge-
mal einer weiteren Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung. Diese weist eine Oberflachenstruktur auf, wel-
che durch kreislinienférmige Strukturelemente 1 gebildet
ist, wie in Figur 1a dargestellt. Das Strukturelement 1 ist
dabei ein kreislinienférmiger Vorsprung auf der Flache
der Abdeckung. Das Strukturelement 1 wird in zwei Rich-
tungen e, fin gleichmaRigen Abstanden wiederholt. Die
Absténde, in welchen das Strukturelement 1 entlang der
Richtungen e, f wiederholt wird, ist dabei flr beide Rich-
tungen e, fgleich. Im Vergleich zu derin Figur 4 gezeigten
Ausfiihrungsform ist dabei der Abstand gréRer.

[0050] Figuren 6a bis 6d zeigen eine Abdeckung 40
gemal einer weiteren Ausfliihrungsform der vorliegen-
den Erfindung. Diese weist eine Oberflachenstruktur auf,
die durch das gleiche Strukturelement 1 wie die voran-
gehend beschriebenen Ausfihrungsformen aufweist.
Das Strukturelement 1, welches eine kreislinienférmige
Basislinie 2 umfasst, wird dabei entlang zweier Richtun-
gen g, h in gleichmaRigen Abstdnden wiederholt. Die
Richtungen g, h schlieRen einen Winkel von 90° ein. Das
Strukturelement 1 wird dabei entlang der Richtungen g,
h in gleichen Abstanden wiederholt. Der Abstand be-
nachbarter Strukturelemente 1 betragt dabei in beide
Richtungen g, h jeweils das V2-fache des Radius der
kreislinienférmigen Basislinie 2.

[0051] Figur 7a zeigt eine Oberflachenstruktur einer
weiteren Ausflhrungsform der erfindungsgemafen Ab-
deckung. Die Oberflachenstruktur ist dabei aus einem
Strukturelement miteiner gerade verlaufenden Basislinie
9 gebildet, an welche sich beiderseits Flankenflachen 6
anschlieRen. Die in Figur 7a gezeigte Oberflachenstruk-
tur weist dabei sechs verschiedene Strukturelemente
auf, welche jeweils in einem Abstand wiederholt sind.
Hierbei wird unter verschiedenen Strukturelementen ver-
standen, dass ein Basisstrukturelement in verschiedene
Richtungen orientiert angeordnet ist, um fir jeden Ori-
entierungswinkel ein Strukturelement zu definieren. Die
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einzelnen Strukturelemente unterscheiden sich dabei in
der Orientierung der Basislinie 9. Insbesondere schlie-
Ren die Basislinien 9 der Strukturelemente einen Winkel
zueinander ein, welches ein ganzzahliges Vielfaches von
30° ist. Auf diese Weise wird eine Vielzahl von Vertiefun-
gen 3 der Oberflachenstruktur gebildet.

[0052] Figur 7b zeigt eine Oberflachenstruktur einer
weiteren Ausfiihrungsform der erfindungsgemafRen Ab-
deckung. Die Oberflachenstruktur wird dabei durch acht
verschiedene Strukturelemente gebildet. Jedes Struktu-
relement umfasst eine gerade verlaufende Basislinie 9.
Die Basislinien 9 der verschiedenen Strukturelemente
schlieen dabei einen Winkel ein, welcher ein ganzzah-
liges Vielfaches von 22,5° betragt.

[0053] InFiguren 8a bis 8c sind Querschnitte verschie-
dener Strukturelemente der vorliegenden Erfindung ge-
zeigt. Die Querschnitte verlaufen dabei senkrecht zu der
Basislinie 2. In Figur 8a verlaufen die Flankenflachen 4,
5 des Strukturelements in dem Querschnitt gerade und
grenzen an einem Punkt der Basislinie 2 aneinander. Die
Flankenflachen schlieen dabei einen Winkel o, ein. Fi-
gur 8b zeigt einen Querschnitt, in welchem die Flanken-
flachen jeweils konvex verlaufen. Die Flankenflachen
schliefsen einen Winkel o ein. Figur 8c zeigt einen Quer-
schnitt mit konvexen Flankenflachen. Bei nicht-ebenen
Flankenflachen wird der Winkel o als Schnittwinkel der
beiden Sehnen der Flankenflachen (in den Figuren 8b
und 8c als gestrichelte Linien dargestellt) definiert.
[0054] Figur 8d zeigt einen Querschnitt durch ein
Strukturelement, welches aufler den seitlichen Flanken-
flachen 41, 42 einen Plateauabschnitt 43 aufweist. Die
Flankenflachen 41, 42 schliel3en zueinander einen Win-
kel o, ein. Zwischen den Flankenflachen 41, 42 befindet
sich der Plateauabschnitt 43.

[0055] Figur 8e zeigt einen Querschnitt durch ein wei-
teres Strukturelement gemaR der vorliegenden Erfin-
dung. Das Strukturelement weist dabei zwei Flankenfla-
chen 41°, 42’ auf, welche einen Winkel a einschlieRen.
Hierbei weisen die Flankenflachen 41°, 42’ jedoch unter-
schiedliche Winkel zu einer Flachennormalen 44 der Fl&-
che der Abdeckung auf.

[0056] In anderen Ausfiihrungsformen kénnen die
Strukturelemente als Riickspriinge ausgebildet sein. Da-
bei sind u. a. insbesondere kreislinienférmige Ruck-
spriinge mdglich, die wie in den oben beschriebenen
Ausfiihrungsformen angeordnet sein kénnen. Insbeson-
dere kénnen die in Figur 8 gezeigten Querschnitte in ei-
nigen Ausfiihrungsformen invertiert sein.
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Patentanspriiche

1.

Transparente Abdeckung (10; 20; 30; 40), wobei die
Abdeckung (10; 20; 30; 40) auf zumindest einem
Teilbereich eine Flache mit einer Oberflachenstruk-
tur definiert, wobei die Oberflachenstruktur aus meh-
reren Strukturelementen (1) gebildet ist, wobei die
Strukturelemente (1) jeweils einer Basislinie (2; 9)
folgen und zwei, einen Winkel (o) einschlieRende
Flankenflachen (4, 5) aufweisen,

wobei die Basislinien (2; 9) der Strukturelemente (1)
parallel zu der Flache verlaufen, wobei die Basisli-
nien (2) der Strukturelemente (1) in einer Tangen-
tialebene zu der Flache zumindest teilweise ge-
krimmt sind und/oder die Basislinien (9) in zumin-
dest funf verschiedenen Richtungen in der Flache
orientiert sind.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach Anspruch 1, wobei
die Oberflachenstruktur durch ein regelmafiges
Wiederholen eines immer gleichen Strukturele-
ments (1) in zumindest einer Richtung, bevorzugt in
zwei Richtungen, gebildet ist.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Strukturelemente
(1) in den Schnittebenen senkrecht zu ihrer Basisli-
nie (2; 9) einen konstanten Querschnitt aufweisen,
soweit die Strukturelemente nicht von benachbarten
Strukturelementen (1) Uberlagert werden.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Flankenflachen (4,
5) einen Winkel (o) von zwischen 45° und 150°, ins-
besondere zwischen 60° und 140° und bevorzugt
zwischen 80° und 130°, einschliel3en.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Strukturelemente
(1) einander Uberschneiden.
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6.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Basislinie (2) eine
geschlossene Linie ist, insbesondere eine Ellipsen-
linie oder eine Kreislinie ist.

Abdeckung (10, 20, 30, 40) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche, wobei die Flankenflachen (4,
5) bei der Basislinie (2; 9) aneinander grenzen.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Basislinie (2; 9) ei-
nen bezuglich der Flache hdchstliegenden oder
tiefstliegenden Teil der Oberflachenstruktur bildet.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Flankenflachen (4,
5) der Strukturelemente (1) in einem Querschnitt
senkrecht zu der Basislinie (2; 9) konvex oder kon-
kav gekrimmt oder gerade verlaufen.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Flache mit der
Oberflachenstruktur gewdlbt oder eben verlauft.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Oberflachenstruk-
tur in einer Folienoberflache ausgebildet ist.

Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach einem der voran-
gehenden Anspriiche, wobei die Oberflachenstruk-
tur keine zu der Flache parallelen Bereiche aufweist.

Leuchte mit einer Abdeckung (10; 20; 30; 40) nach
einem der vorangehenden Anspriiche.

Leuchte nach Anspruch 13, mit Riickbezug auf An-
spruch 2, wobei die Leuchte ferner eine regelmafige
Anordnung von Lichtquellen, insbesondere LED,
aufweist, wobei die Anordnung der Lichtquellen
durch einregelmaRiges Wiederholen einer Zelle aus
einer oder mehreren Lichtquellen entlang der zumin-
dest einen Richtung gebildet ist.

Leuchtmittel, welches einen Leuchtkdrper und eine
im Lichtwege dahinter angeordnete Abdeckung
nach einem der Anspriiche 1 bis 12 umfasst.
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